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電子材料部門
事業説明会
【電子先端材料統括本部】
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本日の
ご説明内容

① 電子材料部門の事業分野について
② 半導体用多結晶シリコン事業について
③ 高純度IPA事業について
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①電子材料部門の事業分野について
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電子材料部門の事業分野について
電子先端材料 事業目標

グローバル化を推進し、
半導体の微細化や積層化を支える
高純度材料分野および
放熱材料分野で
トップシェアを獲得
重点施策

▶海外市場へ積極展開
▶新規用途展開・製品ラインナップ拡充
▶高品位品の生産・分析技術の追求

電子先端
材料
22％

ライフサイエンス
12％

環境事業
2％

化成品
33％

セメント
19％

その他
12％

連結売上高
構成比

3,419億円
（2023年度）

海外販社など

資源

セメント

クロアリ・塩ビ

ソーダ・塩カル

診断

歯科材料

微多孔質フィルム

ファイン
ケミカル

放熱材

シリカ

シリコン

多結晶シリコン・
トリクロロシラン（TCS）・金属ボロン

高純度IPA・
現像液（TMAH）

CMP用
乾式シリカ

高純度窒化
アルミニウム

ICケミカル
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半導体製造工程で使用されるトクヤマ製品

多結晶
シリコン

窒化
アルミニウム
粉末

現像液 乾式シリカ 高純度IPAトリクロロ
シラン

インゴット シリコンウエハー 成膜 リソグラフィ エッチング CMP 洗浄 チップ パッケージ 半導体製品

世界シェア

20％
世界シェア

TOP
アジアシェア

TOP
世界シェア

TOP Tier1
メーカー

ウエハー製造工程 前工程 後工程

当社グループは半導体製造に不可欠な素材を市場に供給しています。
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②半導体用多結晶シリコン事業について
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多結晶シリコンとは？
単結晶シリコンウエハーの原料であり、各種半導体製品の出発原料といえます。

多結晶シリコン

ウエハー製造工程 前工程

インゴット シリコンウエハー 成膜 リソグラフィ エッチング CMP 洗浄 チップ パッケージ 半導体製品

後工程

溶解 種付け 回転引上 シリコンウエハー

高品質ウエハーは
結晶の完全性が重要

僅かな不純物でも
結晶性の乱れを誘発

るつぼに充填しやすいように
さまざまなサイズが必要

デバイス不良を防ぐため
高純度が必要

単結晶シリコン
インゴット

スライス研磨
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半導体用多結晶シリコンに必要な純度（イメージ）

半導体用多結晶シリコン

※実際には元素ごとに管理濃度は異なります。

東京ドーム
すべて水で満たすと124万t

半導体用多結晶シリコンに求められる純度はpptレベル（1兆分の1)です。
これは東京ドーム一杯の水に小さじ１杯の食塩を溶かした塩分濃度レベルになります。

小さじ1杯の塩
約5g

塩分濃度︓4pptw
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先端品に採用されるための条件

エピウエハー

A17 線幅3nm
（TSMC）

10年で線幅は1/10

使用されるウエハー

僅かな不純物が
電気特性や
欠陥等の
性能悪化原因

最先端用途（ロジック）の例

高い結晶性、平坦度が必要
良好な状態 不良な状態

不純物

エピ成長層

PW

PWに高品質Si層を
成長させたウエハー

ウエハーの主原料である多結晶シリコンに求められるもの

表面まで含めた
高い洗浄度 品質の安定性限りなく高純度
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石炭・塩

多結晶シリコンの製造プロセス

金属シリコン

発電所・電解プラント

多結晶シリコンロッド

多結晶シリコン 製品

電気・水素

合成・蒸留

析出反応

破砕・洗浄・分析

徳山製造所は、原料の金属シリコン以外すべて自社で賄える
国内有数のインテグレートプラントです。

塩素

多結晶シリコンの製造には、大量のエネルギー（電力）と水素、塩素、金属シリコンが必要です。

高純度トリクロロシラン
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徳山工場（無機）
61万㎡

南陽工場（セメント）
28万㎡

東工場（有機・電材）
102万㎡ 公共埠頭

海底トンネル
（1km）

徳山駅(JR)

周南バルクターミナル(23万㎡)

水深
14m

水深
12m

11

徳山製造所（山口県）の全景

多結晶シリコン 製造エリア
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原塩
↓

塩素・水素
自家発電所

自家発電所
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多結晶シリコン製造に必要な技術

合成・蒸留 析出反応 破砕・洗浄 製品分析

蒸留運転技術 反応技術 洗浄技術 分析・管理技術

多結晶シリコンの製造には、高純度化技術、洗浄技術、分析技術および厳しい品質管理が
必要です。これらトクヤマの強みを活かすことにより、高品質な多結晶シリコンを作り続けることができます。

原料を極限まで
高純度化

高純度化された原料を
汚染なく合成

破砕した多結晶シリコン
の表面を洗浄し
不純物を除去

工程を管理し
安定的に製品を製造
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高純度

安定性

品質
改善力

トクヤマの強みである
合成・高純度化技術

お客様の品質改善ロードマップを支える
品質改善実績

高度な分析技術による
品質管理

表
面
金
属
濃
度
（

pp
bw

)

トクヤマの多結晶シリコンが選ばれる理由

不純物量比較

10年で80％の低減
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市場の成長とトクヤマへの期待

トクヤマへの期待半導体用多結晶シリコンの市場予測（当社推定）

半導体の用途拡大により市場は今後も成長、トクヤマへの期待も大きい

さらなる微細化・積層化に対応する
ための品質改善・分析技術の向上

環境課題の解決（GHG排出量削減）

新たなチャレンジ
2016 2020 2024 2030 2035 2040（年）

多結晶シリコン需要量（推定）
ウエハー出荷面積
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新たな生産拠点（マレーシア）

グリーン電力活用

サラワク州 バクンダム水力発電所
引用 Google map

半導体用多結晶シリコンの安定供給、クリーンエネルギーの活用等、市場ニーズに対応するため、
韓国OCI社と合弁会社の設立を決定。合弁会社にて多結晶シリコンの半製品を生産予定

50%
出資比率：

50%

マレーシア サラワク州
サマラジュ工業団地
敷地面積 93,000m2

建設地：

生産能力︓約8,000t/年

拡大する市場
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最先端用途に必要な

世界最高品質の追求

日本、マレーシア両拠点で

安定供給体制の確立

高度な分析技術に裏打ちされた

品質管理体制の構築

サステナブルな事業にするための取り組み

GHG排出量を極少化した

グリーンな多結晶シリコンの提供

顧客・社会
からの信頼
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③高純度IPA事業について
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IPAについて（用途と製造方法）

純水
H2O

直接水和法
自社技術

反応

C3H6＋H2O
↓

C3H7OH

精
製

精
製

水循環

触媒

低環境負荷での
高純度のIPAの
製造が可能

当社製品と用途

1972年、自社技術によりイソプロピルアルコール（IPA）の製造を開始、
塗料やインクの溶剤など幅広い産業で使用されています。
現在、その品質の高さにより、電子工業用の洗浄剤として半導体製造工程で使用されています。

トクソーIPA® SE
電子デバイスの
洗浄乾燥

トクソーIPA®

•塗料インキ溶剤
•農薬原料
•水切り剤

NPA
•エステル化剤
•農薬原料

プロピレン
C3H6

▶シンプルな反応で副反応物が少ない
▶系外排水がなく無公害（系内でリサイクル）

直接水和法[トクヤマプロセス]の特徴
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トクヤマグループの拠点
アジアにおいて強みを武器に市場拡大のチャンスを確実に捉えると同時に、
さらなるグローバル展開を進め、新たな市場への参入に向けた深堀りを進めていきます。
＜電子工業用高純度IPAの生産拠点＞

シンガポール
・現地唯一のサプライヤー
・さらなる成長が見込まれる
市場での拡販

韓国
・旺盛な需要が見込まれる市場への参入
・高品質要求への対応

台湾
・旺盛な需要への供給強化
・さらなる高品質化による
顧客最先端ラインへの対応

中国
・成長する市場への安定供給

日本
・半導体復興が見込まれる
国内需要拡大への対応
・人材・技術を含めた各地域へのサポート拠点

生産能力74,000MT/Year

生産能力30,000MT/Year

生産能力30,000MT/Year（STAC）

（トクヤマ）

（FTAC）

（徳山化工（浙江））

（トクヤマシンガポール）

原料から生産・販売
製造拠点から供給を受け生産・販売
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トクヤマのIPAの強み
微細化に伴う品質要求レベルのさらなる高まりに、顧客ユースポイントでの高品質要求に応え続けています。

独自製法による
高純度IPAの製造 高い分析能力 容器管理を含めた

厳格な品質管理
トクヤマのIPA

3つの強み

品
質
要
求
レ
ベ
ル

レガシー 先端← プロセス →

高

低

ppt
level

Sub ppb
level

Sub ppt
level

より高純度に︕

ローリーISOコンテナ キャニスター

トクヤマ 顧客

顧客要求を満足する
高純度IPAを

製造工場から直接出荷

製造・充填・出荷

容器返却容器管理

不純物濃度（金属等）
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先端半導体プロセスにおける乾燥工程でのIPAの使用
半導体の微細化・高アスペクト比化に伴う表面張力によるパターン倒れのリスクが顕在化する中、
パターン倒れを防ぐため、トクヤマの高純度IPAが使用されています。

超純水
(H2O)

IPA

パーティクルが少ない

金属不純物が少ない

有機不純物が少ない

大

小

H2Оより表面張力の低い
IPAを用いて乾燥することによりパターン倒れを抑制

表面張力

トクヤマの高純度IPAの優位性パターン倒れ
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市場規模と今後の市場予測

8.34 11.885.6
11.613.6

23.221.6

44.140.5

55.9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2023 2030

世界需要（半導体全体）

ロジック
メモリ
アナログ
パワー
その他

（兆円）

（出所）OMIDA
出典：第11回半導体・デジタル産業戦略検討会議(2024/5/31, 経産省）

半導体の需要拡大に加え、より微細化していく先端半導体の品質要求に伴い、
IPAの使用量もさらに拡大していくものと推定

IP
A使

用
量

レガシー 先端← プロセス →

半導体プロセスとIPA使用量（イメージ）

（年）
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トクヤマグループのIPAの戦略と販売数量予測

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

高純度IPA販売数量予測

（年度）

▶製品性能を磨き、ユーザーの要求に応え続けていくことにより、顧客満足を最大化
▶各地域でマーケットサイズにあった投資をタイムリーに実施し、事業を拡大
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環境への取り組み
リサイクル技術を開発し、半導体工場から排出されるIPA含有廃液を高純度IPAに再精製。
循環型ビジネスモデルを構築し、顧客の環境負荷低減への貢献を目指しています。

トクヤマ 半導体顧客

新液

再精製液

IPA含有廃液

高純度IPAを供給
（新液・再精製液） 顧客の

SDGs推進に貢献
高純度IPAに
再精製
再利用による

脱炭素社会への貢献

目指すビジネスモデル

環境負荷の
低減
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